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Materiais e metodos

Introducao

Foram usadas amostras retangulares de titanio com area
determinada. Essas foram previamente preparadas através de um
processo de lixamento mecanico, com uso de lixas de carbeto de silicio.
Apos aplicou-se o polimento eletroguimico em solucdo acida, composta
pelos acidos sulfurico e fluoridrico e glicerina. O catodo utilizado foi
platina, enquanto a amostra atuava como anodo.

Para o estudo, foram aplicadas diversas densidades de corrente
nas mostras, enguanto os demais parametros foram fixos, de modo a
obter resultados padronizados.

Temperatura: 8°C
Tempo de operacao: 4 minutos

O titanio e outras ligas tem tido grandes repercussodes clinicas
nos ultimos anos, devido a sua utilizacdo em proteses e implantes.
Sabe-se que sua rugosidade e tratamento superficial tém grande
Influéncia na taxa de osseointegracao e fixacao biomecanica desse
material.

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo a
avaliacdo do efeito da densidade de corrente no processo de
eletropolimento em titanio,b, de modo a se obter superficies
nanoestruturadas.

Resultados e Discussoes

Dados obtidos por microscopia de forca atomica(AFM)
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CONCLUSOES

E possivel notar que a rugosidade da superficie aumentou com
o aumento da densidade de corrente aplicada. Entretanto, o diametro
das nanoestruturas nao segue essa tendéncia, tendendo a aumentar
em densidades de correntes médias. Por analise de perfilometria
observou-se que em densidades de corrente igual e maiores que 0,67
A/cm? a superficie se mostrou mais rugosa estando diretamente
relacionado com os valores de Rz encontrados.

Imagens tridimensionais dos substratos apos eletropolimento:
(a) ALO6; (b) AL19; (c) AL20; (d) AL21; (e) AL22.
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